Fotosensitiver Lotstopplack - Gief3en

Prozess  Merkmal

Fotosensitive Bezeichnung

Giefimaske Farbe
Durchschlagsfestigkeit

Werte

SUN Chemical Circuit Imagecure SMART XV501T-4
griin

155 KV/mm

Kriechstromfestigkeit CTl 2400V
Versatz Maske zu Leiterbild 70 um (High End 50 pm)

Abstand Létpad zum
abgedeckten Leiterzug

Abstand Pad zum Pad

Maskensteg/
Maskenfreistellung

Maskendicke

End-Cu  Abstand [A)
<50pm  2100pm
>50pm  2150pum
End-Cu  Abstand(C)
<50pm  2170pm
>50pm  2255pum
EndCu  Stegbreite(B) : 1
<50pm  270pm  250pm
>50pum  275um  275pm
EndCu  aufKante(S1) aufBasismaterial (S2)auf Leiter
<105pm 25pm 35-60pm 10-45pum
>105pm  25pm 50 -140 pm 10-45pm
Lackschichtdicken:
S1 - Kante Leiterzug 51

S2 - auf BM

Querschliff Leiterbahn

m

Fotosensitiver Lotstopplack - Drucken

Prozess
Fotosensitive
Druckmaske

Merkmal
Bezeichnung

Farbe
Durchschlagsfestigkeit

Werte

SUN Chemical Circuit Imagecure XV 501T blau, rot, sw-matt
SUN Chemical Circuit Imagecure SMART XV 501T-4
sw-glanz, gelb Peters Elpemer SD 2491 SG-TSW weif3
Taiyo Flexlack PSR 9000 griin

blau, rot, gelb, griin, schwarz, weif3, Flexlack nur griin
materialspezifisch [siehe Materialdatenbltter]

Kriechstromfestigkeit CTI materialspezifisch (siche Materialdatenblétter)
Versatz Maske zu Leiterbild 70 um (High End 50 pm)

Abstand Létpad zum
abgedeckten Leiterzug
blau, rot, gelb, griin
schwarz

weill

Abstand Pad zum Pad
blau, rot, gelb, griin
schwarz

weif}

Maskensteg/
Maskenfreistellung
blau, rot, gelb, griin
schwarz

weil}

Maskendicke

End-Cu  Abstand (A)

<70pum 2 100pm

<70pum 2 110um

<70um 2 150 um

End-Cu  Abstand (C)

<70pm  2175pm

<70pm  2250pum

<70pm  2250pm

EndCu  Stegbreite(B) Maskenfreistellung umiauiend)
<70pm 2 75pm 2 50um

<70pm > 140pm > 55um

<70pm 2 100pm 2 75pm

End-Cu aufKante(S1) aufBasismaterial (S2) auf Leiter
<70pm  210pm 230pum 215pum



